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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

LOCOS付Si基板上へ作製した絶縁膜の電気的な特性を調べるために、Metal-
Oxide-Semiconductor (MOS) キャパシタを検討した。

実験
Experimental

LOCOS付Si基板からなるMOS キャパシタを次作製した。SiO2保護膜付Siウエハを、
レジスト保護膜作製した後に、先ずチップ化した。チップ基板にフォトリソグラ
フィー で開口部を形成した。開口部を含めた基板全面に原子層堆積法で絶縁膜を作
製して後に、フォトリ ソプロセス及びスパッタ法を用いて、ゲート電極を作製して、
MOSキャパシタを作 製した。

結果と考察
Results and Discussion

SiO2保護膜付Siウエハからチップした基板をフォトリソプロセスで径の異なる
種々の開口部を有するLOCOS付Si基板の作製を試みた結果、フォトリソプロセス
の精度が開口部の精度に直結する事が分かった。このLOCOS付Si基板を用い
たMOSキャパシタの作製は比較的、容易であることが分かった。また、原子層堆積
法で成膜した絶縁膜の電気的な特性は、LOCOS開口部の面積と関係している事が
分かった。
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